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Az elektrokémiai migráció redukálódott szigetelőkomponensek esetén. A lehetséges elméleti modellek felállítás.  

A virtuális migráció modellje. Kísérleti bizonyítékok: kerámia alapú és vastagréteg kondenzátorok meghibásodása 

migrációnak ellenálló fémezések esetén. Közepes meghibásodási ráták alakulása gyorsított élettartam vizsgálatoknál. 

Az összetevők koncentrációjának és a technológiai paramétereknek a hatása. A fémes állapot létrejöttének kísérleti 

bizonyítékai: fotoelektron-spektroszkópiai és röntgen-diffrakciós vizsgálatok. 
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